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【００１９】
　そして、図４に示すように、ガラス基板２０を図中右方へ移動させる。そうすると、ガ
ラス基板２０の位置が、ピッチＰの３倍の距離だけ移動した時点で、マイクロレンズ５及
びマスク３の下方にマイクロレンズ５の３列分の幅だけ入り込む。そして、この時点で、
レーザ光３０を１ショット照射する。そうすると、アモルファスシリコン膜２２において
は、ピッチＰの３列分のマイクロレンズ５により集光された領域１０がレーザ光により加
熱されて昇温し、溶融凝固して、この領域１０が結晶化する。これにより、この３列分の
領域１０がポリシリコン膜となる。３列分のマイクロレンズ５以外のマイクロレンズ５に
は、遮光板７により遮光されてレーザ光は照射されない。
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